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Purposes

二光子吸収露光を行い，高さ
方向に血管位置を制御した，
超極細径三次元毛細血管
モデルを試作する．

(a) Micro pillar patterns

Glass substrate
d: 1 mm
h: 5 - 10 mm

Experimental results

1. フェムト秒レーザをＺ軸方向に走査することで，径2 μm，高さ10 μm程度のマイクロピラーパターンを作製することに成功した．
2. 従来のマスク露光と二光子吸収露光を併用する作製方法FMExを提案し，血管位置の高さ制御をしたマルチスケール三次元毛細血管モデルの試作に成功した．

Photoresist: KMPR (UV radiation: 350 - 400 nm)

Thickness:  20 mm (Slope: 15 sec, 6000 rpm: 30 sec)

Substrate: Cover glass (No.1, 120 - 170 mm)

Prebake: 100℃, 12 minutes (Hot Plate)

PEB: 100℃, 3 minutes (Hot Plate) 

Development: SU-8 Developer, 2 minutes

Laser scan speed: 10 nm/ms (Z axis)

Dry method: Oven, Vacuum freeze dryer (t- butyl displacement)

Diameter: 2 mm, Length: 30, 100 mm

Fabricated by two-photon absorption exposure

Wall made of Photoresist

Glass substrate 

Process flow and Fabrication results
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これまでの循環型血管シミュレータは，
フォトリソグラフィーを用いて作製している．

円形断面流路ではあるが，２次元または２．５次元
の分岐構造を有する血管モデルである．

毛細血管モデルを三次元で高精密に模倣する．

(b) 3D branching models

Glass substrate
d: 1 mm
h: 20 mm

Elemental technologies 

Process flow

1. 径2 μm，高さ10 μm程度のマイクロピラーパターンを作製す
ることに成功した．

2. 二光子吸収による露光の成功を確認した．

二光子吸収露光のテストを行うことにより，
作製可能なパターン寸法および形状を把握する．

Prototyping of 3D capillary vessel model
Concept
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Capillary patterns

D: 2 mm, L: 100 mm
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Control the Z position from the surface of glass substrate.

B) Femto Mask hybrid Exposure: FMEx

7. KMPR patterning by two-
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7. KMPR patterning

A) Fabricated by only two-photon absorption exposure

B) Fabricated by hybrid of two-photon absorption and 

mask exposure 

(Femto Mask hybrid Exposure: FMEx)
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